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ABSTRACT

##962020 ะ POLYMER SCIENCE PROGRAM
KEYWORDS : Vapor Deposition Polymerization / Thin Film Coating /

Photopolymerization / Photoinitiator 
Watchanida Chinpa : Thin Film Coating of Poly(methyl

methacrylate) Through Vapor Phase Monomer Deposition. Thesis Advisors : 
Prof. Erdogan Gulari and Dr. Nantaya Yanumet, 54 pp.ISBN 974-638-521-6

A polymer film of poly(methyl methacrylate) (PMMA) on a 
quartz substrate was obtained by monomer vapor deposition polymerization at 
atmospheric pressure. A 100 พ ultraviolet lamp was used as the irradiation 
source of initiation in the presence of diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) 
phosphine oxide photoinitiator. The molecular weight, thickness, and 
uniformity of deposited film were all found to increase with an increase of 
percent photoinitiator, deposition time and N2  flow rate. Decrease in substrate 
temperature resulted in an increase in thickness, molecular weight and film 
uniformity.
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บทคัดย่อ

วัชนิดา ชินผา: การเคลือบแผ่นฟิล์มบางของพอณีมทิล เมทาคิเลต โดยการเกาะติดของมอ
นอเมอร์ในสภาวะท่ีเป็นไอ (Thin Film Coating of Poly(methyl methacrylate) 
Through Vapor Phase Deposition) อาจารย์ท่ีปรึกษา: ศ.ดร. เออโดแกน กูลารี และ 
ดร.นั'นทยา ยานุเมศ 54 หน้า ISBN 974-638-521-6

การเคลือบแผ่นฟิล์มบางพอลิฒทิล เมทาคิเลต บนควอตซ์สามารถกระทำได้โดยอาศัย 
กระบวนการเกาะติดของมอนอเมอร์ในสภาวะไอ ณ ความดันบรรยากาศ หลอดกำเนิดแสงสีม่วงที่มี 
กำลัง 100 วัตต์ สามารถกระตุ้นปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันได้เมื่อมี 2,4,6 ไตรเมทิลเบนโซอีล 
ฟอส่ฟิน ออกไซด์ เป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาโดยแสง ในการทดลองนีพบว่า นำหนักโมเลกุล ความ 
หนา และความสมํ่าเสมอของฟิล์มเพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณของสารกระตุ้นปฏิกิริยาโดยแสง ช่วงเวลาใน 
การเกาะติด และอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจนเพิ่มขึ้น การลดลงของอุณหภูมิของฐานเกาะติดม ี
ผลทำให้ความหนา นํ้าหนักโมเลกุล และความสมํ่าเสมอของฟิล์มเพิ่มขึ้น
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